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【はじめに】ポリ乳酸は生分解性プラスチックの一種であり、植物を原料として生成され、カー

ボンニュートラル性を有するため低環境負荷な材料である。さらに、透明性、安全性、抗菌性と

いった特長を持つため組織工学分野、再生医療分野などで注目されている。一方、酸素モノマー・

クラスターイオン混合ビーム照射がシリコーン表面に対して高い表面改質性能を持つことが明ら

かになっている[1]。本研究では、酸素モノマー・クラスターイオンビームのポリ乳酸基板に対す

る表面改質性能について調べた。 

【実験装置及び測定】ヘリウムガスを加えた酸素分圧0.4 MPaの酸素ガスをノズルから噴射し、断

熱冷却により酸素クラスターを生成した。生成した酸素クラスターを電子衝撃法を用いてイオン

化し、6 kVの加速電圧で加速し、ポリ乳酸基板に照射した。酸素クラスターイオンのみを照射す

る場合は、減速電界法を用いてクラスターサイズ100分子以下のクラスターを除去した。酸素モノ

マー・クラスターイオンビームを照射したポリ乳酸基板表面の接触角を液滴法によって測定した。 

【結果】図1にドーズ量1×10
13

 , 1×10
14

, 1×10
15

 ions/cm
2で酸素モノマー・クラスターイオン混合

ビーム及び酸素クラスターイオンビームを照射したポリ乳酸基板の接触角を示す。酸素クラスタ

ーイオンビームを照射した場合に比べて、酸素モノマー・クラスターイオン混合ビームを照射し

た場合の方が大きく接触角が低下した。酸素モノマー・クラスターイオン混合ビーム照射により、

効率よくポリ乳酸基板表面が酸化され、接触角が低下したものと考えられる。 
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図１：ポリ乳酸基板表面の接触角 
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